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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融スズを保持する溶融スズ浴と、上部構造と、前記溶融スズ浴と前記上部構造の間に
設置されるサイドシーリング壁と、サイドシーリング壁に挿入した１以上のロールを備え
るフロート板ガラス製造装置であって、
　前記ロールの軸心位置よりも低く、溶融スズの表面位置よりも高い位置に設けられた排
気貫通孔を、前記サイドシーリング壁に１個以上有するフロート板ガラス製造装置。
【請求項２】
　前記排気貫通孔の直径が、０．５～２００ｍｍである請求項１記載のフロート板ガラス
製造装置。
【請求項３】
　前記排気貫通孔を２個以上有し、隣合う排気貫通孔の中心間の距離が３０００ｍｍ以下
である請求項１または２記載のフロート板ガラス製造装置。
【請求項４】
　前記排気貫通孔の直径が１０～５０ｍｍであって、隣合う排気貫通孔の中心間の距離が
３００～１０００ｍｍである請求項１～３のいずれかに記載のフロート板ガラス製造装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、フロート法によって板ガラスを製造する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のフロート板ガラス製造装置は、溶融金属（通常は溶融スズまたは溶融スズ合金。以
下、溶融スズの場合について述べる。）で満たされた浴槽（以下、溶融スズ浴という。）
、該溶融スズと接する雰囲気を還元状態に保つ溶融スズ上部構造（以下、上部構造という
。）および該溶融スズ浴と該上部構造の間に設置されるサイドシーリング壁からなる。サ
イドシーリング壁は通常１個以上のブロックから構成され、サイドシーリング壁の少なく
とも一部は取り外し可能となっている。
【０００３】
フロート法による板ガラスの製造は、前記フロート板ガラス製造装置に溶融ガラスを連続
的に流し入れ、サイドシーリング壁に挿入した１以上のロール（以下、アシストロールと
いう。）によって延伸力を与えながら、溶融ガラスを所望の厚さ・幅のガラスリボンに成
形する。溶融スズ上部の上部構造とサイドシーリング壁によって囲われた溶融スズ浴の上
部空間には、溶融スズの酸化を防止する目的で還元性ガス（通常は窒素ガスおよび水素ガ
スの混合ガス）が供給されている。前記還元性ガスを主体とし溶融スズ浴の上部空間に存
在するガスを、以下、雰囲気という。
【０００４】
しかし、サイドシーリング壁またはその周囲の隙間から酸素が侵入し、前記還元性ガスに
よる還元作用が不十分であると、前記酸素は溶融スズ中に溶解し、溶融スズを汚染する。
溶融スズ中の酸素濃度が高くなると、スズ酸化物が生成しやすくなり、その結果ガラスの
スズ酸化物欠点が増加する。
【０００５】
溶融スズの酸化を防止するために、従来より、溶融スズ上部の雰囲気への酸素侵入の抑制
をねらい、サイドシーリング壁周囲の隙間をなくす、等の対策がとられているが、酸素侵
入の抑制はいまだ不十分である。また、所望のガラスの厚さ・幅を得るために挿入される
アシストロールは、種々の品種の生産に適宜対応できるようにアシストロール軸付近が可
動となっており、アシストロール軸付近の隙間を完全になくすことも事実上不可能である
。
【０００６】
一方、サイドシーリング壁またはその周囲の隙間からの侵入酸素によるスズ汚染を防止す
るために、雰囲気は還元性に保たれている。しかし、雰囲気にわずか数ｐｐｍの酸素が存
在しても容易に溶融スズは汚染されるため、侵入酸素による溶融スズ汚染を完全に排除す
ることは著しく困難であった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記従来技術ではなしえなかった、上部空間への酸素侵入にともなう溶融スズ
浴中の溶融スズへの酸素溶解およびスズ酸化物欠点生成を抑制できるフロート板ガラス製
造装置の提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、溶融スズを保持する溶融スズ浴と、上部構造と、前記溶融スズ浴と前記上部
構造の間に設置されるサイドシーリング壁と、サイドシーリング壁に挿入した１以上のロ
ール（以下、アシストロールともいう。）を備えるフロート板ガラス製造装置であって、
前記ロールの軸心位置よりも低く、溶融スズの表面位置よりも高い位置に設けられた排気
貫通孔を、前記サイドシーリング壁に１個以上有するフロート板ガラス製造装置、を提供
する。
【０００９】
本発明者らは、上部空間への酸素侵入について鋭意研究の結果、以下に述べるような知見
を得た。
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通常、アシストロールは冷却されているために、アシストロール近傍では下降流が生じて
いる。そのため、アシストロール軸付近から侵入した外気（酸素を約２０％含有）は、そ
の下降流に乗って側壁内面から溶融スズ表面へと導かれて溶融スズ中に溶解し、溶融スズ
を急速に汚染する。したがって、外部より侵入した酸素を溶融スズに接触させることなく
外部に強制的に排出するためには、側壁のアシストロール軸心位置よりも低く溶融スズ表
面位置よりも高い位置に排気貫通孔を設置し、侵入した酸素が雰囲気下降流に乗って溶融
スズ表面に向かう前に、外部に強制的に排出する気流に乗せて排出することが必須である
ことを見い出した。
【００１０】
また上部空間は、通常、還元性ガスで満たされており大気圧に対して正圧となっている。
しかし、上部空間が正圧に保たれていても、側壁に微小な隙間が存在する場合、特に０．
５ｍｍ以下の隙間が存在する場合にはベンチュリー効果による外気拡散侵入は避けられず
、また、０．５ｍｍ以下の隙間を側壁全域にわたってなくすことは事実上不可能である。
したがって、アシストロールのない側壁部分においても排気貫通孔を設置することが有用
であり、その設置高さは、低ければ低いほど効果がある。しかし、一般的に設置されてい
るアシストロール軸心位置よりも低い位置に設置すれば十分に効果的である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明における排気貫通孔は、側壁のアシストロール軸心位置よりも低く溶融スズ表面位
置よりも高い位置に設置される。できるかぎり溶融スズ表面に近づけて設置することが好
ましい。
【００１２】
排気貫通孔の直径は、ベンチュリー効果による外気拡散侵入を抑止するため０．５ｍｍ以
上とすることが好ましい。また、上部空間を正圧に保つためには、排気貫通孔の直径は２
００ｍｍ以下にすることが好ましい。
【００１３】
排気貫通孔の設置間隔は、本発明のフロート板ガラス製造装置全域にわたってその効果を
発揮させるために３０００ｍｍ以下とすることが好ましい。ここでいう設置間隔は、排気
貫通孔の中心間の距離である。前記設置間隔は小さいほどよいが、設置に要するスペース
からみてその下限は排気貫通孔直径＋５０ｍｍ程度である。
【００１４】
排気貫通孔の直径、設置間隔および個数は、上部空間を大気圧に対して正圧に保つことが
できる範囲で決められなければならない。すなわち、排気貫通孔から排出される気体の全
流量が、上部空間に供給される還元性ガスの流量より小さくなるように決められなければ
ならない。
【００１５】
排気貫通孔の直径を１０～５０ｍｍ、排気貫通孔の設置間隔を３００～１０００ｍｍとし
て、フロート板ガラス製造装置全域にわたって上部空間を大気圧に対して正圧に保ちつつ
数多くの排気貫通孔を設置することが好ましい。
また、排気貫通孔を構成する材料は特に限定されず、一般に用いられる耐熱性金属材料ま
たは耐熱性セラミックス材料などを使用できる。
【００１６】
次に、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
図１は本発明の実施形態の一例のフロート板ガラス製造装置の部分断面図である。図２は
その部分側面図である。なお、図２においてはサイドシーリング壁の詳細は省略されてい
る。
【００１７】
溶融スズ浴７の溶融スズ２の上に浮かぶガラスリボン１（図ではエッジ部分のみを示す。
）に対し、アシストロール４によって延伸力が与えられている。アシストロール４はサイ
ドシーリング壁５に挿入されている。
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排気貫通孔６は、アシストロール４の軸心位置よりも低く溶融スズ２の表面位置よりも高
い位置に設けられている。
【００１８】
【発明の効果】
本発明により、溶融スズ表面付近の雰囲気を外部に排出することが可能になる。すなわち
、側壁より外気が侵入して雰囲気下降流に乗った場合でも、溶融スズ表面付近の雰囲気を
外部に強制的に排出する気流に乗せて排出でき、溶融スズ露出表面での酸化物生成または
溶融スズへの酸素溶解を抑止できる。その結果、ガラスリボンへのスズ酸化物付着による
欠点生成を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の溶融スズ浴幅方向の部分断面図。
【図２】本発明の実施形態の部分側面図。
【符号の説明】
１：ガラスリボン
２：溶融スズ
３：上部構造
４：アシストロール
５：サイドシーリング壁
６：排気貫通孔
７：溶融スズ浴

【図１】 【図２】
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